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태양광 산업이 성장함에 따라 고효율 태양전지와 함께 국산화 공정장

비의 수요가 늘고 있다. 기존 기술은 플라즈마를 이용한 가스분해 화

학증착방식으로 높은 비용이 발생하고, 상품화하기 위한 단위 공정기

술이 전무한 상태라 고객들의 신뢰성 확보 실험 요청에 대응할 수 없

다는 문제점이 있었다. 중소기업의 기술력과 가격 경쟁력 확보가 절실

한 상황이었다.

생기원 충청지역본부 열유체시스템연구실용화그룹에서는 기술적인 신

뢰성 및 가격 경쟁력 확보를 위한 연구개발에 착수, 태양전지의 고효율

화를 위한 공정기술 개발에 성공했다. 표면 조직화된 n-type용 웨이퍼

(Wafer)에 보른을 950~1,100℃에서 도핑한 후 산화막 제거를 위해 습식 

산화막(Wet oxidation) 공정을 거치게 한 것이다. 열반응 장치(Heating 

chamber unit), 자동화장치(Load station unit), 가스공급 장치(source 

cabinet unit)로 구성된 습식 산화막 공정은 캐리어 수명을 증가시키고, 

이는 태양전지 효율의 증대로 이어진다. 열을 이용한 대량증착장비로 특

성변화가 적고, 대량생산 시 가격경쟁력이 우수하다는 장점이 있다.

태양전지 n-type용 웨이퍼의 산화막 제거 

습식 산화막 열처리 공정기술 개발

연구책임자 백종현 수석연구원

 열유체시스템연구실용화그룹

01 개발 목적

•  태양전지의 효율성 증대 및 가격 경쟁력 확보

02 개발 내용

•  표면 조직화된 n-type 웨이퍼에 보른을 950~1100℃에서 도핑한 후 

 산화막을 제거하기 위한 습식 산화막(Wet oxidation) 공정 개발

•  태양전지 효율을 증대시키기 위한 열반응 장치, 자동화 장치, 가스 

 공급 장치 등으로 구성된 공정 개발

03 기대 효과

•  산화막 제거를 위한 습식 산화막 열처리장비 시제품 설계·제작 및  

 테스트 데이터 확보

•  전기적 특성 분석 및 평가 지원 : 면 저항 55~60Ω/sq, ±3% 공정 

 기술 확보

•  고객 대응 데모 테스트 지원 : 각 고객사에 따른 공정기술 확보좌  습식 산화막을 제거하는 데 사용하는 장비

우  산화막 제거를 위한 열처리 공정이 진행 중이다 


